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Federalni intervence zachranila americky
priumysl v 8o. letech. V nékteriych ohledech
je ted situace horsi, ale zatim se o tom malo
mluvilo, nemluvé o akci.
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Dnes, stejné jako pred 25 lety, se zd4, ze vedouci postaveni USA v
polovodi¢ovém primyslu je v ohrozeni, se stale silnéjsi konkurenci
spoleénosti v Evropé a Asii, které jsou ¢asto dotovany narodnimi
vladami. Pred 25 lety Spojené staty razné zareagovaly na japonskou
vyzvu svému vedeni. Americky primysl presvéddil vladu, prevazné z
diivodi narodni bezpeénosti, aby provedla investice, které pomohly
zachovat a udrzet vedouci postaveni USA. Hlavnim mechanismem
tohoto obratu bylo bezprecedentni primyslové/vladni konsorcium s
nazvem SEMATECH, které dnes dosahlo témeér mytického postaveni.

Svét se vSak za poslednich 25 let zménil. Dnes se primysl nedozaduje
vladni pomoci. Zd4 se, Ze ve vice globalizované ekonomice se
spoleénosti vice zajimaji o svou celkovou mezinarodni pozici, nez o
relativni silu segmentu se sidlem v USA. Navic Spojené staty nadale
vedou svét v oblasti vyzkumu a vyvoje polodirigentti. Spoleénosti
mohou vyuzivat prillomové poznatky ziskané z tohoto vyzkumu k
vyvoji a vyrobé novych produktii kdekoli na svéteé.

Ve skutec¢nosti se zda stale pravdépodobnéjsi, ze vétsina vyroby
polovodiéii jiz nebude probihat ve Spojenych statech. Ale pokud
tomu tak je, jaké to bude mit dtisledky pro americkou ekonomiku?
Nejsou obavy o narodni bezpeénost, které podnitily vytvoreni
SEMATECH, nadale relevantni? Bohuzel, dnesni politici se na tyto
otazky ani nezameéruji. Méli by byt.

Domnivame se, Ze konec vyroby Spickovych polovodicii ve Spojenych
statech by mohl mit vyznamné disledky a ze mtize byt nezbytné
zapojeni vlady, které presahuje financovani vyzkumu a vyvoje.
Americka vlada se vSak tradi¢né stavi proti politikAim podporujicim
komerecializaci a soucasna ideologicka struktura Kongresu diktuje
proti vSemu, co zavani prumyslovou politikou.

Ale za predpokladu, zZe je zapotiebi dalsi vladni pomoc a ze Kongres
je dokonce ochoten ji poskytnout, jakou formu by meéla mit? Pri
zvazovani této otazky jsme se rozhodli prezkoumat zkusenosti
SEMATECH. Dosli jsme k zavéru, ze SEMATECH splnil cile
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americkych polovodicovych spoleénosti, které jej zalozily, ale byl
pouze castecnou odpovédi na udrzeni vedouciho postaveni USA v
této kritické technologii. Navic, jako konsorcium, které béhem deseti
let ziskalo polovinu svych finanénich prostredki od amerického
ministerstva obrany (DOD) na zaklad€ zdivodnéni podpory narodni
bezpecénosti, zkuSenost SEMATECH vyvolava nékteré neresené
politické otazky, stejné jako otazky, jak by vlada méla pristupovat k
neprijemnym problémim. o budoucim technologickém vedeni.

Pocatky SEMATECH

Koncem 70. let americké polovodic¢ové firmy dospé€ly k zavéru, Ze
spole¢n€ maji problém s konkurenceschopnosti. Japonské
spoleénosti se agresivné zameérovaly na obchod s dynamickou paméti
s nahodnym pristupem (DRAM). Americké spolecnosti vérily, ze
japonské firmy si nespravedlivé konkuruji, k ¢emuz jim pomahaji
rizné vladni programy a dotace. Tvrdili, Ze tato ujednani umoznila
japonskym firmam vyvijet a vyrabét DRAM a poté je uvadét na trh za
ceny nizsi, nez jsou naklady. Zpoc¢atku americky priimysl reagoval
vytvorenim Semiconductor Industry Association jako fora pro reseni
klicovych konkurenc¢nich problémi.

V roce 1987 vydala pracovni skupina Defence Science Board (DSB)
zpravu, ktera vyjadruje rostouci obavy o konkurenceschopnost
amerického primyslu integrovanych obvodu (IC). Studie DSB lic¢ila
vyrobu polovodicti jako problém narodni bezpecnosti a tvrdila, ze by
se jim méla zabyvat vlada. Klicovym doporucenim bylo vytvoreni
entity, ktera se stala SEMATECH.

Reaganova administrativa se zpocatku postavila proti
pramyslovému/vladnimu konsorciu a povazovala to za nevhodnou
prumyslovou politiku. Ale Kongres, znepokojeny tim, co povazoval za
skutec¢nou perspektivu, Ze Spojené staty postoupi priimysl vyroby IC
Japonsku, schvalil navrh zakona o vytvoreni SEMATECH a prezident
Reagan jej podepsal do zakona.

3/13



Od zacatku panovaly urcité obavy ohledné SEMATECH. Jednim z
nich byla povaha samotného konsorcia, coz je v podstaté klub s ¢leny,
kteri plati za vstup. SEMATECH tvorilo asi 80 % prednich
americkych vyrobcii polovodicovych cipti. Nekteré spoleénosti se
vsak z riznych divodi odmitly pripojit a kritizovaly SEMATECH ze
dvou divodi. Za prvé, SEMATECH byl kritizovan za to, ze se
soustredil na mainstreamovou technologii, a tak definoval dalsi
generaci technologie zaloZenou na omezeném pohledu na svét.
SEMATECH se rozhodl zamérit na kfremikové komplementarni kov-
oxid-polovodic¢ové (CMOS) integrované obvody. Tato technologie je
zakladem pro paméti a dalsi velkoobjemova zatizeni, ktera byla cilem
japonskych konkurentii. Cypress Semiconductor, hlavni kritik, ktery
vyrabél integrované obvody specifické pro aplikace (ASIC), véril, ze
SEMATECH podporuje stavajici technologie masového trhu, nikoli
technologie specializovan€jsSich vyrobcti. Za druhé, spoleénosti, které
odmitly acast v konsorciu, tvrdily, ze protoze SEMATECH ziskal
polovinu svych finan¢nich prostredki od federalni vlady, vysledky
jeho usili by meély byt stejné dostupné vSem. SEMATECH vsak
nedstupneé trval na svém nazoru, Ze prednostni vyhody by méli
vyuzivat pouze ti, kteri zaplatili sviij spravedlivy podil.

Dalsi obavou ohledné vytvoreni SEMATECH byla omezena role
udélena DOD navzdory zdiivodnéni narodni bezpecénosti pro
SEMATECH a skutecnosti, ze DOD poskytne 50% financovani
konsorcia. V zmocnujici legislativé pro SEMATECH Kongres zajistil,
ze DOD bude mit maly primy vstup do planovani projektti a ¢innosti
organizace. Kongres v ndvaznosti na stanovisko komerc¢nich
ucastniki SEMATECH jednoduse dospél k zavéru, ze primysl vi
nejlépe, co a jak méa délat.

Ale od zacéatku bylo jasné, ze zajmy vlady, a zejména DOD, nejsou
stejné jako zajmy komercéniho primyslu IC. To je jasné uvedeno ve
studii Institutu pro obranné analyzy (IDA) provedené pro DOD o
technologickych oblastech, které vyzaduji pozornost z hlediska
obrany. Jednou zdtiraznénou oblasti byla technologie ASIC, protoze
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DOD potrebuje cenoveé dostupné, maloobjemové specialni
integrované obvody. Prestoze technologie ASIC méla velky komercni
potencial, bylo nepravdépodobné, ze by SEMATECH tuto technologii
uplatnoval kviili svému obchodnimu modelu.

Studie IDA také zdtiraznila potrebu investovat do vyrobnich nastroji,
zejména litografické technologie, pro budouci generace
integrovanych obvodii. Prestoze primyslovi ticastnici SEMATECHu
nenamitali proti vladnim investicim do pokrocilé litografie, vidéli
tento typ usili jako oddéleny od SEMATECH. To vsak vyvolalo obavy
z toho, jak by se dlouhodoby vyzkum a vyvoj litografie sponzorovany
DOD integroval s kratkodobym zamérenim SEMATECH na vyvoj
technologie pro zlepseni vytézkii zpracovani.

Treti zdliraznénou oblasti byla potireba vyvinout nekfemikovou
technologii IC, zejména technologii zalozenou na materialech, jako je
arsenid galia. Tyto technologie jsou zvlasté diilezité pro obranné
aplikace, které vyzaduji vysokorychlostni zpracovani signalu a mély z
pohledu nékterych velky komeréni potencial. Technologie IC
arsenidu galia se skutecné stala klicovou technologii pro mobilni
telefony.

JiZ brzy tedy bylo jasné, Ze SEMATECH se svou tizkou agendou a
zamerenim na preziti svych ¢lenskych spolecnosti nemiize z pohledu
DOD dostate¢né poslouzit narodnim bezpec¢nostnim zajmtm ve
vyvoji IC. DOD potrebovalo vyvinout nové typy zarizeni pro budouci
schopnosti, procesy potiebné k jejich vyrobé a americkou
prumyslovou zdkladnu s vyhodou prvniho tahu, aby DOD mohlo
sklizet strategické a taktické vyhody vyplyvajici z vyvoje novych
technologii. . Neékteri povazovali vyrobu téchto dalSich zarizeni za
zivotné dilezitou pro narodni bezpecnost, mozna jesté vice nez
standardni komeréni CMOS IC zdtraznované spole¢nosti
SEMATECH.
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Tato dlouhodobé;jsi perspektiva vedla DOD ke sponzorovani
vyzkumu v oblastech, na které SEMATECH nekladl diiraz, véetné
programu Very High Speed IC, ktery se soustredil na integrované
obvody analogové-digitalnich prevodnikt. Nejednalo se o standardni
integrované obvody CMOS a vyzadovaly rtizné vyrobni procesy. DOD
také financoval vyzkum integrovanych obvodii, které nejsou na bazi
kremiku, zejména téch, které pouzivaji arsenid galia, prostiednictvim
programu Monolithic Microwave IC. Program Very Large Scale
Integration (VLSI) v ramci Agentury pro obranné pokrocilé
vyzkumné projekty (DARPA) navic podporoval vyzkum pokrocilé
architektury IC, navrhovych nastrojt a vyrobnich nastroji, zejména
litografie.

Rozdilné zajmy

Rozdilné zajmy vlady a SEMATECH se dostaly do popredi v 90.
letech v otazce litografické technologie. Nastroje pro litografické
zpracovani vytvareji slozité vzory navrhu obvodi na polovodic¢ovych
destickach. Jejich neustalé vylepsovani umoznilo vyrobctim
integrovanych obvodi zmensit velikost funkci a zabalit stale rostouci
pocet tranzistori a funkei do jediného cipu.

Litografické nastroje jsou extrémneé slozité a stale drazsi. Soucasné
Spickové nastroje stoji vice nez 50 milion USD a naklady na néstroje
nové generace se odhaduji na témér 125 miliontt USD. Vyrobci vSak
mohou vyrobit pouze jeden nebo dva Spi¢kové nastroje za mésic.
Nejvyssi ziskové marze pro IC produkty prichazeji okamzité poté, co
dojde k pokroku v litografické technologii. Jakmile se vylepsené
litografické nastroje stanou Siroce dostupnymi, IC, které produkuji,
se stanou komoditnimi polozkami s tenkymi okraji. Poradi, ve
kterém vyrobci integrovanych obvodi ziskavaji pristup k
nejpokrocilejSim nastrojiim, je tedy dilezitou soucasti jejich
ziskovosti. Dodavatelé nastrojt toho vyuzivaji jako paku k
odmeénovani svych nejvétsich a nejvérnéjsich zakaznika.
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DOD prostrednictvim DARPA a priimysl prostiednictvim
SEMATECH podporily vyvoj pokrocilych litografickych nastrojt
dvéma americkymi dodavateli: GCA a PerkinElmer (pozdéji Silicon
Valley Group nebo SVG). Tyto spolecnosti kdysi ovladaly globalni
litograficky trh, ale byly vytlaceny japonskymi firmami Nikon a
Canon. Diky federalnimu a dalSimu externimu financovani se
nastroje vyvinuté v USA staly konkurenceschopnymi s nastroji
nabizenymi spolecnostmi Nikon a Canon. DOD chtél, aby americké
IC firmy nakupovaly a pouzivaly americké nastroje, a tim podporily
americkou polovodicovou infrastrukturu. Predni americké firmy IC
se vSak zdrahaly a stéle jasn€ji davaly najevo, Ze chtéji, aby
technologie vyvinuta v USA byla dostupna jejich japonskym
dodavateltim litografickych nastroji. V podstaté klicové USA

To vykrystalizovalo odlisné zajmy DOD a nékterych velkych
americkych IC firem. Nékteri v DOD vidé€li to v zajmu naroda pro
komerc¢ni a obranné tucely mit litografické technologie zaloZzené na
USA. Vedouci predstavitelé tohoto odvétvi na druhé stran€ zdiraznili
obchodni obavy ohledné schopnosti americkych litografickych firem
skalovat vyrobu a dodavat a podporovat nastroje. Navic, protoze
navazali specidlni vztahy se spole¢nostmi Nikon nebo Canon, méli
dobry véasny pristup ke klicovym nastrojiim, coz jim poskytlo
konkurenc¢ni vyhodu.

Z hlediska vlady to vyvolalo nasledujici otazku: Proc¢ spole¢nosti
povzbuzovaly vladu k financovani téchto americkych néstroji, pokud
je nehodlaly kupovat? Clenové SEMATECH zaplatili ¢ast vyvoje
nastroje, coz jim dalo predkupni pravo, ale Zddnou povinnost k
nakupu. Americké litografické firmy by vsak neprezily, pokud by
jejich nastroje nekoupily velké americké spoleénosti.

Kdyz ameriéti vyrobci litografickych nastroju ztroskotali, americka
vlada nyni stala pred otazkou, co, pokud viibec néco, miize udélat se
zbytky amerického primyslu. Se souhlasem vlady ziskala SVG v roce
1990 litografickou firmu PerkinElmer a vytvorila Silicon Valley
Group Lithography (SVGL). Spole¢nost SVGL pokracovala ve vyvoji
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prilomové technologie Step-and-scan spole¢nosti Perkin Elmer, ale
stale se snazila prilakat zakaznickou zakladnu. V roce 1993 jednala s
Canonem o sdileni zakladni technologie, ale vlada USA se proti
takovému prevodu postavila. V roce 2000 ASML, nizozemska
litograficka spole¢nost, spoleény podnik Phillips a ASM, oznamila
sviij zamér ziskat SVGL za 1,6 miliardy dolarti. Po pocatecni namitce
ze strany US Business and Industry Council dokonéila ASML akvizici
SVGL v roce 2001,

ASML se silnou podporou Evropské unie (EU), primyslovou
spolupraci prostrednictvim belgického Meziuniverzitniho
mikroelektronického centra (IMEC) a technologii, kterou ziskal od
SVGL, vytvoril silnou zakaznickou zakladnu mezi vyrobci
integrovanych obvodi v Evropé, stejné jako ty, které se objevuji v
Koreji a na Tchaj-wanu, které nemohly ziskat véasny pristup ke
Spi¢kovym nastrojiim od dominantnich japonskych poskytovatelii.
ReSenim tohoto nedostate¢né obsluhovaného trhu se ASML v roce
2002 stala globalnim lidrem s 45% podilem na trhu. Prostrednictvim
rady technickych inovaci, které vyresily velké problémy vyrobct
integrovanych obvodi, vzrostl v roce 2011 na 70% podil na trhu.
Canon mezitim ztratil vétSinu svého podnikani.

Je tedy sporné, Ze priamyslova politika USA v 80. a 90. letech byla ve
spojeni s evropskou priimyslovou politikou tspésna. Technologie
financovana vladou USA pomohla vytvorit vysoce schopného
litografického konkurenta, ktery nabidl alternativniho dodavatele
tehdejsim dominantnim japonskym viidctim, ¢imz se snizily vyhlidky
na neprijatelnou koncentraci kritického vyrobniho nastroje. Nicméné
firma, ktera tispésné implementovala tuto technologii, byla
nizozemska firma, ktera také ziskala silnou podporu evropskych
firem a technologickych politik a programt.

Nasledné se koncem 9o0. let objevil dalsi problém mezi americkou
vladou a americkymi IC firmami ohledné litografie. Po cela 1éta se
vyrobci integrovanych obvodii obavali, ze opticka litografie dosdhne
svych technologickych limitti a priimysl jiz nebude schopen nadale
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zmensSovat funkce na ¢ipech integrovanych obvodu. Jedno slibné, i
kdyz extrémneé narocné reseni spocivalo ve vyvoji litografie zalozené
na extrémnim ultrafialovém svétle (EUV), coz je technologie, ktera
vznikla v laboratorich amerického ministerstva energetiky (DOE).

Pro pristup k technologii EUV zalozil Intel v roce 1997 EUV LLC,
ktera uzavrela dohodu o spolupraci v oblasti vyzkumu a vyvoje
(CRADA) s DOE. V ramci této dohody by spolecnost Intel a jeji
partneri zaplatili 250 milionti dolart béhem tri let na pokryti
primych mzdovych nakladt vladnich vyzkumnikt v narodnich
laboratorich a porizeni vybaveni a materialti pro laboratore, jakoz i
na pokryti nakladt vlastnich vyzkumnych pracovniki. k projektu. Na
oplatku by konsorcium meélo vyhradni prava na technologii v oblasti
litografie EUV. V té dobé to byla nejvetsi CRADA, ktera kdy byla
provedena.

Jakmile EUV LLC provedla CRADA, Intel oznamil, Ze ma v imyslu
zapojit Nikon a ASML, aby pomohly s vyvojem této technologie.
Tento bezprecedentni pristup zahrani¢nich korporaci do americkych
narodnich obrannych laboratori se stal problémem pro DOE a
Kongres. Pri prezkoumani dostupnych moznosti DOE odmitla navrh
spolec¢nosti Intel na partnerstvi se spole¢nosti Nikon, ale umoznila ji
vytvorit partnerstvi s ASML. Mezi podminkami pro tento pristup
bylo, ze se ASML muselo zavazat, Ze k vyrobé pouzije zarizeni SVGL v
USA.

Nastroje EUV, které byly ptivodné navrzeny pro vyrobu na pocatku
21. stoleti, stale nejsou k dispozici. Dnes je ASML jedinou spole¢nosti
na svété s predprodukénimi nastroji EUV, které prochazeji
hodnocenim vyrobcii integrovanych obvodt. Analytici predpovidaji,
ze pokud ASML Gispésné doda komercné zivotaschopné EUV
litografické nastroje, rozsiri sviij podil na globalnim trhu na 8o %.

Politika USA méla zjevné vliv na polovodicovy pramysl, ale poucit se
z této zkusSenosti neni jednoduché zalezitost. Napéti mezi
obchodnimi a narodnimi bezpec¢nostnimi cili nebylo nikdy zcela
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vyreSeno. Ackoli nékteré americké spolecnosti tézily z federalniho
usili, nékolik zahranic¢nich spoleénosti také tézilo z vyhod a celkové
zisky pro zajmy USA nebyly tak Siroké ani tak dlouhodobé, jak se
doufalo. Nyni narodni primysl IC ¢eli nové a pon€kud jiné vyzveé v
jiném globalnim ekonomickém prostredi. Vypracovani t¢inné
politické reakce je vyzvou, ktera mlize byt informovana, ale nemiize
se ridit predchozim uasilim.

Role vilady

Investice DOD do vyzkumu a vyvoje IC obvykle miri daleko pred
trajektorii komerc¢niho vyzkumu a vyvoje. V tomto smyslu Ize vyzkum
a vyvoj ministerstva obrany povazovat za rusivy, protoze ¢asto vede k
technologiim, které nejsou zakorenény v soucasné praxi. Nicméné to
posledni, co chce mainstreamovy polovodi¢ovy primysl, je néco
rusivého. Stavajici komercéni pramysl IC se ridi vysoce
kontrolovanym evolu¢nim planem k udrzeni tempa Moorova zakona
zdvojnasobeni poctu tranzistori na IC kazdych 18 az 24 mésicu.
Teprve kdyz priimysl narazi na zed’ a nebude moci pokracovat
evolucni cestou, zvazi radikalni zménu.

Dnes primysl opét Celi takové zdi. Naklady na jeden tranzistor na IC,
které klesaji exponencialnim tempem po vice nez ctyri desetileti, se
vyrovnaly a pokracujici pokrok prosté neni ekonomicky mozny s
béznou technologii. Primysl pocita s litografickymi nastroji EUV
spolec¢nosti ASML k obnoveni vzoru spolehlivého snizovani nakladi,
ale neni jisté, ze tyto nastroje budou schopny splnit technické a
ekonomické pozadavky. Vyvoj novych technologii stoji pred
obrovskymi technickymi a zakladnimi fyzikalnimi vyzvami.
Litograficky nastroj bude muset registrovat po sob€ jdouci expozi¢ni
vrstvy s presnosti do ¢ty nanometrt nebo asi 20 atomt a v tomto
méritku se stava problémem i fotonova intenzita svétla. Doslova se
dostavame do tunelu na konci svétla.

10/13



DARPA pokracovala ve financovani vyzkumu a vyvoje litografie nové
generace, i kdyz s diirazem na technologie, které podporuji
nakladové efektivni vyrobu malych objemi specialnich
integrovanych obvodi, které armada potrebuje. Financovala
technologie zvané nanotiskova litografie a litografie s odrazenym
elektronovym paprskem. Program DARPA se vSak omezuje na
prokazovani technické proveditelnosti a nefesi investice potirebné k
prevedeni technologie na nastroj hodny vyroby.

Prevedeni nastroje z faze demonstrace proveditelnosti technologie na
produkt hodny vyroby je navrh spole¢nosti bet-the-company,
podobné jako sazka na vyvoj nového komercniho dopravniho letadla.
Pokuta za vynechani trhu mtize byt znicujici. V minulosti méli
americti vyrobci nastroji pro litografii nejlepsi technologii na svéte,
ale nedokazali ji komercializovat. Dnes Spojené staty nemaji ani
firmu, ktera by vyrabela nastroje pro litografii.

Americka vlada opakované investovala do rozvoje technologii, ale
zamérné se vyhybala financovani tsili o komercializaci. Averze USA k
politikdm podporujicim komercializaci je v prikrém rozporu s témi v
jinych zemich. EU napriklad prostrednictvim IMEC, némeckého
Fraunhoferova institutu a dalsich instituci podporuje aplikovany
vyzkum a vyvoj produktii. To pomohlo spole¢nostem, jako je ASML,
proplouvat zradnymi vodami komercializace. Japonsko, Korea,
Tchaj-wan, Cina a dalsi maji také vladou financované programy
aplikovanych technologii.

S tim, jak se svét elektroniky posouva do rise elektroniky
nanomeéritek neboli nanotroniky, se Spojené staty zamérily na
programy vyzkumu a vyvoje technologie proof-of-concept v DARPA,
vcetné nekterych novych, ale neovérenych vyrobnich pristupt v
nanomeéritku, jako je nanotisk, dip-pen, a elektronova litografie.
Presto dnes neexistuje zadny koordinovany, cileny narodni program
vyzkumu a vyvoje, ktery by se zabyval nanotronickou vyrobni
infrastrukturou. Firemni konsorcia a regionalni centra, jako je
Albany Nanotech Complex v New Yorku a pridruzena IBM
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Semiconductor Research Alliance, vznikla bez federalniho
financovani. Takové snahy vsak dominuji korporace a jsou zaméreny
na mezinarodni roven. Nezaméruji se na narodni agendu
technologického vedeni.

Bez soubézného tsili zameéreného na vyvoj velkoobjemové vyrobni
technologie a infrastruktury nezbytné pro vyrobu skutecnych
produktii, Spojené staty pravdépodobné nebudou sklizet plody svych
investic. Spolecnosti se sidlem v USA, které vyvijeji technologii,
budou muset jit vyrabét jinam. Zprava prezidentské rady poradcii
pro védu a technologii za rok 2010 o Narodni nanotechnologické
iniciativé zdtraznila potrebu klast vétsi diiraz na vyrobu a
komercializaci ve vyzkumné iniciativé nanoelektroniky a uvedla, zZe
,béhem pristich péti let by federalni viada méla zdvojnasobit
vyclenéné finan¢ni prostredky k nanovyrobé."

Spojené staty maji dlouhou historii financovani zakladnich
technologii a vyrobnich kapacit v oblastech, kde je narodni
bezpecénost primarni aplikaci. Situace je méné jasna v situacich
dvojiho uziti, ve kterych mé technologie obchodni i obranny vyznam.
Technologie IC ma jasné dvoji pouziti, vzhledem k jeji
vSudypritomnosti v komerénich produktech a jeji kriti¢nosti ve
vétsine aspektl vojenskych strategickych a taktickych operaci.

Otazkou je, vzhledem k narodnim bezpec¢nostnim disledktim IC
technologie, méla by existovat koordinovana politika USA pro feSeni
vyroby nanotroniky? Pokud bylo zdravi amerického primyslu vyroby
polovodici pred 25 lety tak diilezité pro narodni bezpecnost, ze to
bylo diivodem pro vytvoreni SEMATECH, mély by dnes Spojené staty
udélat néco podobného? Pokud ne, co se zménilo? Pokud takovou
¢innost podnikne, méla by ji strukturovat zptisobem, ktery dava
federalni vladé aktivni roli a hlas?

DOD ma velky zajem na udrzeni vedouciho postaveni USA ve
vznikajicich technologiich, které poskytnou potrebné vojenské
schopnosti. Ale Spojené staty také potrebuji podporovat tyto
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technologie, aby udrZely zdravi primyslu, ktery se stal klicovou
soucasti moderni ekonomiky.

Kdo by toto usili financoval? Je to prace pro DOD, jako tomu bylo v
minulosti? Je urcité v zajmu DOD, aby kli¢ové technologie dozraly a
aby Spojené staty byly lidrem ve vyrobé. Na druhou stranu, vyzaduje
to Sirsi program financovani vyzkumu, ktery by zahrnoval
ministerstva obchodu a energetiky? Tvrdime, Ze jde o mnohem Sirsi a
hlubsi problém narodni bezpecnosti, ktery zahrnuje ekonomickou,
energetickou a dokonce i environmentalni bezpec¢nost. Bez silného
rozvoje prumyslovych odvétvi zalozenych na nanotronice celi
Spojené staty vyhlidce, ze ztrati své vedouci postaveni v Sir§Sim
sektoru informacnich technologii, s kaskddovymi dopady na dalsi
pramyslova odvétvi, ktera jsou na této technologii zavisla, aby nadale
zvySovala svou produktivitu.

Obavame se, Ze témto otazkadm neni vénovana dostatecna pozornost
a diskuse o nich. Spojené staty stale maji nékteré ohromné vyhody,
vcetné spole¢nosti, které jsou lidry v nejpokrocilejsich technologiich
IC a jejich vyroby, ne€které robustni firmy na nastroje a vybaveni a
silny vladou financovany systém vyzkumu a vyvoje. Jiné zemé vSak
vidi prilezitost uplatnit toto pole a financuji programy vyzkumu a
vyvoje na narodni trovni ve vyrobé v nanomeéritku. Ekonomické,
geopolitické a bezpecnostni prostredi se navic od roku 1985 zasadné
zmeénilo, coZ zvysuje slozitost hodnoceni situace a stanoveni
potencialnich pristupi k jejimu reseni. Vzhledem k této dynamice
dochazime k zavéru, Ze je ¢as na spolecnou diskusi s cilem urcit, zda
je vyroba nanotroniky naléhavym problémem narodni a ekonomické
bezpecénosti, a pokud ano,
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